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Использование технологий АП позволяет снижать материальные затраты и время производства, получать детали сложной формы, изготовление которых другими методами затруднено. [1,2]. В настоящее время активно исследуются основные пути развития и тенденции отрасли АП, при этом сферы использования подобных изделий ограничены качеством поверхности – высокой степенью шероховатости, пористостью.
В данной работе исследована топография поверхности сплавов Ti6Al4V и AlSi10Mg, облученной пучком атомарных ионов Ar+. Показано влияние ионной дозы облучения и энергии ионов на формирование рельефа поверхности. Также были получены коэффициенты распыления для данных материалов.
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Рис.1. СЭМ изображение поверхности AlSi10Mg после облучения Ar+ с энергией 9 кэВ при нормальном падении.
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